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コメント 

 本研究は、マイクロ波による局所場反応制御のための、非平衡局所高

温場の反応のメカニズム解明に挑む意義あるものである。計測の空間分

解能が十分であるか、また、国際的なリーダーシップがとれているかの

疑問が少し残るが、予備的な研究も進んでおり実現可能性が高いと考え

られる。また、化学産業においてもマイクロ波など局所場の反応制御を

行う化学プロセスの設計法の構築は重要である。 
以上の理由により、基盤研究（Ｓ）として推進することが適当と判断

した。 
 

 


